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® Lichtempfindliche Zusammensetzung 

Die Erfindung betrifft eine HchtempfindHche Zusammen- 
setzung, die toenigstens eine wasserunlosliche und in waS- 
rigem alkalischem Wasser losliche Polymerverbindung mit 
-S0 2 NH-Gruppen und wenigstens eine negativ arbeitende 
lichtempfindliche Verbindung umfafct Die Hchtempfrndliche 
Zusammensetzung weist ausgezeichnete Beschichtungsei- 
genschaften und Entwickelbarkeit bezuglich sowohl eines 
walirigen alkalischen Entwicklers, der organische Substan- 
zen enthalt, und eines, der im wesentlichen frei davon ist, 
auf. Die Zusammensetzung kann zur Herstellung einer vor- 
sensibilisierten Platte zur Verwendung bei der Herstellung 
von lithographischen Druckplatten, Leiterplatten, Photo- 
masken oder dgl. verwendet werden und ermoglicht es, eine 
lithographische Druckplatte mit hoher Druckhaltbarkeit zu 
^ erhalten. 
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Die vorliegende Erfindung betriff t eine lichtempfindliche Zusammensetzung, die zur Herstellung einer vor- 
sensibilisierten Platte zur Verwendung bei der Herstellung von iithographischen Druckplatten (nachstenend als 
"vorsensibilisierte Platte^ bezeichnet), Leiterplatten, Photomasken oder dgL geeignet is^ insbesondere eine 
lichtempfindliche Zusammensetzung, die eine negativ arbeitende ^^pfnfKte Verbmdung und jme Poly- 
merverbindung mit ausgezeichneter Abriebbestandigkeit und hoher Loslichkeit m einer waBngen alkalischen 

^SeE^ Verbindungen, die in negativ arbeitenden lichtempfindlichen Zusamroenset- 

zungen verwendet werden, sind Diazoniumverbindungen, und (iblicherweise werden Diazoharze, wie ein i^on- 
densatvonp-DiazodiphenylaminundFormaldehyd,verwendet pL , . ... ,^ enei u: U 

Die lichtempfindliche Zusammensetzung zur Herstellung von lichtempfindlichen Schichten fur vorsensibui- 
sierte Platten konnen in zwei Gruppen eingeteilt werden, von denen die eine ledighch Diazoharze, mit anderen 
Worten solche, die frei von Bindemitteln sind, wie in der US-PS 27 14 066 offenbart, und die andere sowonl 
Diazoharze und Bindemittel, wie in der JP-OS 50-30604 offenbart, umfaBt Seit kurzem urnfasscn die meisten 
lichtempfindlichen Schichten von vorsensibilisierten Platten Diazoniumverbindungen und Polymere, die ais 
Bindemittel dienen,um der Platte eine hohe Druckhaltbarkeit zu verieihen. ^ 

Als eine solche lichtempfindliche Schicht sind sogenannte Alkah-entwickelbare bekannt, deren unbehchteter 
Teil entfernt (oder entwickelt) wird mit einem waBrigen alkahschen Entwickler, wie in der JP-OS 50-30o04 
offenbart, und sogenannte Losungsmittel-entwickelbare, deren unbelichteter Teil entfernt (oder entwickelt) wird 
mit einem Entwickler vom organischen Losungsmitteltyp. Die ersteren sind jedoch bezughch ihrer Betnebssi- 
cherheit und der Gesundheit der Betreiber von gr6Berem Interesse. Solche Entwicklungsarten der lichtempfind- 
lichen Schicht werden hauptsachlich in Abhangigkeit von den Eigenschaften des verwendeten Bmdemittels 
bestimmt Als Verfahren, urn die Bindemittel alkaliloslich zu machen, sind em Verfahren, das in der JP-OS 
50-30604 offenbart ist, bei dem carboxylgruppenhaltige Monomere copolymensiert werden urn so len em Binde- 
mittel zu erhalten, und ein Verfahren, das in der US-PS 28 61 058 beschrieben ist, bei dem Hydroxylgruppen von 
Polyvinylalkohol mit einem cyclischen Saureanhydrid, wie Phthalsaureanhydrid, umgesetzt werden, umCarbox- 
ylgruppen in die erhaltenen Polymere einzuftthren, bekannt Die erhaltenen Polymere zeujen jedoch germge 
Abriebbestandigkeit auf grund ihrer strukturellen Nachteile. Deshalb werden nur hthographische Druckplatten 
mit geringer Abriebbestandigkeit aus solchen vorsensibilisierten Platten, deren lichtempfindliche Schicht diese 
Art von Bindemitteln enthalt, erhalten. Andererseits bildet Polyvinylacetal einen festen Film, und der Film zeigt 
gute Abriebbestandigkeit Ein solches Bindemittel stellt jedoch nur vorsensibilisierte Druckplatten vom organi- 
schen L6sungsmittel entwickelbaren Typ zur Ver f Ogung. 

Es wurden viele Versuche unternommen, eine photopolymerisierbare Zusammensetzung zu verwenden, urn 
eine Uchtempfindliche, bildbildende Schicht einer negativ arbeitenden vorsensibilisierten Platte zu erhalten. 
Beispiele dafOr sind basische Zusammensetzungen, die aus einem Polymer als Bindemittel, einem Monomer und 
Photopolymertsationsinitiator zusammengesetzt sind, wie in der JP-PS 46-32714 offenbart; Zusammensetzun- 
gen, deren Hartungswirksamkeit durch Einfuhrung von ungesattigten Doppelbindungen in em Bindemittelpoly- 
mer verbessert wird, wie in der JP-PS 49-34041 beschrieben; und Zusammensetzungen, worm em neuer ^Photo- 
polymerisationsinitiator verwendet wird, wie in den JP-PS 48-38403 und K- 27 *™ ™ d * er ?*fL \ 
beschrieben, und einige dieser Zusammensetzungen wurden in der Praxis verwendet Die Empfindnchkeit dieser 
bekannten lichtempfindlichen Zusammensetzungen wird jedoch sehr stark von der Oberflachentemperatur der 
vorsensibilisierten Platte wahrend der bildweisen Belichtung beeinfluBt und sie erfahren erne starke polymensa- 
tionsinhibierende Wirkung aufgrund der Gegenwart von Sauerstoff wahrend der bildweisen Beltcntung 

Andererseits schlieBen Beispiele fur waBrige alkalische Entwicklungszusammensetzungen (Entwickler) zur 
Verwendung bei der Entwicklung solcher negativ arbeitender vorsensibilisierten Platten eine Entwicklerzusam- 
mensetzung, zusammengesetzt aus Benzylalkohol, einem anionischen, oberflachenaktiven Mittel una emem 
alkalischen Mittel, wie in der JP-OS 51-77401 offenbart; eine waBrige Ldsung, . enthaltend ^ B^^^ohol, em 
anionisches oberflachenaktives Mittel und ein wasserloslicher Sulfit, wie in der JP-OS 53-44202 offenbart; erne 
Entwicklerzusammensetzung, die aus einem organischen Losungsmittel mit einer Wasserloslichkeit von 10 
Gew.-% bei ubUcher Temperatur, einem alkalischen Mittel und Wasser zusammengesetzt ist, wie m der JF-U& 
55- 155355 offenbart, ein. . . . _„ 

Diese Entwicklerzusammensetzungen umfassen alle organische Substanzen, wie organische Losungsmittel 
und/oder oberflachenaktive Mittel und weisen eine Vielzahl von Nachteilen, wie nachstenend angegeben, auf. So 
sind diese organischen Losungsmittel toxisch und ergeben einen schlechten Geruch, und es besteht die Gefanr 
eines Feuers, und die Abf allfliissigkeit muB den strengen Erfordernissen des BOD genilgen. AuBerdem runrt inre 
Verwendung zu hohen Kosten. Die oberflachenaktiven Mittel bewirken ein Schaumen wahrend der Entwick- 
lung. Es ist deshalb wOnschenswert, Entwickler zu verwenden, die im wesentlichen frei von solchen organischen 
Substanzen als Losungsmittel und oberflachenaktive Mittel sind. 

Andererseits schlieBen Beispiele f Or Entwicklerzusammensetzungen, die im wesentlichen frei von orgamsctien 
Substanzen sind, solche ein, wie sie in der JP-OS 59-84241 offenbart sind. Diese Entwicklerzusammensetzungen 
werden jedoch hauptsachlich zur Entwicklung von positiv arbeitenden vorsensibilisierten Platten, umfassend 
o-Naphthochinondiazidverbindungen als lichtempfindliche Verbindungen, verwendet, und wenn sie zur Ent- 
wicklung der vorstehend genannten, negativ arbeitenden, vorsensibilisierten Platten verwendet werden, werden 
verschiedene Nachteile beobachtet, die beispielsweise darin bestehen, daB die vorsensibilisierten P atten mit 
einem darauf verblcibenden Film entwickelt werden und daB die unbelichteten Bereiche eine Gelbfsirbung 
verursachen, was nichtzu einer geeigneten Entwickelbarkeit fuhrt t 

Der Ausdruck "im wesentlichen frei von organischen Substanzen", wie er hier verwendet wird, bedeutet, dab 
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die Zusammensetzung nicht mehr als 3 Gew.-% solcher organischen Substanzen im Hinblick auf die vorstehen- 
de Sicherheit, vorzugsweise nicht mehr als 1 Gew.-%, umfaBt 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine lichtempfindliche Zusammensetzung zur Verfugung zu 
stellen, die ein Polymer als Bindemittel mit hoher Abriebbestandigkeit umfaBt und die eine lithographische 
Druckplatte mit hoher Druckhaltbarkeit ergibt 

Weitere Aufgabe der vorliegenden ist es, eine lichtempfindliche Zusammensetzung zur Verfugung zu stellen, 
worin die Polymerverbindung, die als Bindemittel verwendet wird, eine ausgezeichnete LSslichkeit in einer 
waBrigen alkalischen Losung besitzt, eine geeignete Entwickelbarkeit zeigt, wenn sie mit einem waBrigen 
alkalischen Entwickler, der organischen Substanzen, wie organische Ldsungsmittel und/oder oberfiachenaktive 
Mittel, enthalt, nach Belichtung entwickelt wird und die gleichzeitig eine geeignete Entwickelbarkeit zeigt, wenn 
sie mit einem waBrigen alkalischen Entwickler, der im wesentlichen frei von solchen organischen Substanzen ist, 
nach Belichtung entwickelt wird. 

Es wurden verschiedene Untersuchungen durchgeftthrt, und es wurde nun gefunden, daB diese Aufgaben auf 
wirksame Weise gelost werden konnen, indem ein spezifisches Polymer, das in einer waBrigen alkalischen 
Losung I6slich ist, als Bindemittel verwendet wird. 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine lichtempfindliche Zusammensetzung, die wenigstens ein wasserunlos- 
liches, jedoch in einer alkalischen waBrigen Losung losliches Polymer mit -S0 2 NH-Gruppen und wenigstens 
eine negativ arbeitende lichtempfindliche Verbindung umfaBt. 

Die lichtempfindlichen Verbindungen, die in der erfindungsgemaBen Zusammensetzung verwendet werden 
konnen, kdnnen aus der Gruppe, bestehend aus (i) negativ arbeitenden Diazoniumverbindungen; (ii) einer 
Kombination aus einem polymerisierbaren Monomer und einem Photopolymerisationsinitiator und (iii) einer 
Kombination aus einer negativ arbeitenden Diazoniumverbindung, einem polymerisierbaren Monomer und 
einem Photopolymerisationsinitiator, gewahlt werden. 

Die Polymere mit — S0 2 NH-Gruppen, die erfindungsgemaB verwendet werden, und andere Komponenten 
der Zusammensetzung und Verfahren zur Hersteliung und Verwendung der lichtempfindlichen Zusammenset- 
zung der vorliegenden Erfindung werden nachstehend naher beschrieben. 

(1) Polymerverbindungen mit — SC^NH-Gruppen 

Die wasserunldslichen, jedoch in einer waBrigen alkalischen Losung loslichen Polymerverbindungen 
-S0 2 NH-Gruppen sind vorzugsweise solche mit — S0 2 NH-Gruppen in der Hauptkette oder in ihren Seiten- 
ketten und besonders bevorzugt solche mit — S0 2 NH-Gruppen in ihren Seitenkettea 

Die M -S0 2 NH-"-Gruppc bedeutet eine Sulfonylaminogruppe mit nur einem Wasserstoffatom am Stickstoff- 
atom und umfaBt nicht solche mit zwei Wasserstoff atomen am Stickstoffatom. 

Solche Polymerverbindungen, die vorzugsweise erfindungsgemaB verwendet werden, konnen durch Polyme- 
risieren von Verbindungen mit niedrigem Moiekulargewicht mit wenigstens einer -S0 2 NH-Gruppe im Mole- 
ktti und wenigstens einer polymerisierbaren ungesattigten Bindung in einem geeigneten L6sungsmittel in Ge- 
genwart eines bekannten Poiymerisationsinitiators hergesteflt werden. 

Beispiele fiir solche Verbindungen mit niedrigem Moiekulargewicht, die erfindungsgemaB geeignet sind, sind 
solche der folgenden allgemeinen Formeln(I) und (II): 

CH 2 =C(R 1 )~CO-X-R 2 -S0 2 NH-R 3 (I) 
CH 2 -C(R 4 )-CO-X-R 5 -NHS0 2 -R 6 (II) 

In den Formeln (I) und (II) bedeutet X ein Sauerstoffatom oder eine -NH-Gruppe; R 1 und R 4 bedeuten 
jeweils ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe; R 2 und R 5 bedeuten jeweils ein Alkylen mit 1 bis 12 
Kohlenstoffatomen, ein Cycloalkylen mit 3 bis 12 Kohlenstoff atomen, ein Arylen mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen 
oder ein Aralkylen mit 7 bis 14 Kohlenstoffatomen, die alle durch Ci -Ce-Alkoxy, Ci -C 6 -Alkanoyl, Q -Ce-Al- 
kanoyloxy, Ci-Ce-Alkoxycarbonyl, N-Alkylcarbamoyl (wobei der Alkylrest 1 bis 6 Kohlenstoffatome besitzt), 
ein Halogen oder Cyano, oder Ci -C 6 -Alkyl im Falle von Arylen oder Aralkylen, substituiert sein k6nnen; R 3 und 
R 6 bedeuten jeweils eine Alkylgruppe mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, eine Cycloalkyl-, eine Aryl- oder eine 
Aralkylgruppe, die durch Ci-C 6 -Alkoxy, Ci-Ce-Alkanoyl, Ci-C 6 -AIkanoyloxy, Ci-C 6 -Alkoxycarbonyl, 
N-Alkylcarbamoyl (wobei der Alkylrest 1 bis 6 Kohlenstoffatome besitzt), ein Halogen oder Cyano, oder 
d-Ce-Alkylim Falle von Aryl oder Aralkyl. substituiert sein konnen. 

Besonders bevorzugte Verbindungen der Formeln (I) und (II) sind solche, worin R 2 und R 5 jeweils em Alkylen 
mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen oder ein Cycloakylen mit 5 bis 6 Kohlenstoffatomen oder eine Phenylen- oder 
Naphthylengruppe, die jeweils durch Ci-C 6 -Alkyl, Ci-Q-Alkoxy oder ein Halogenatom substituiert sein 
kann, bedeuten, und R 3 und R 6 jeweils eine Alkylgruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen oder eine Cycloalkyl- 
gruppe oder eine Phenyl- oder Naphthylgruppe, die die vorstehend genannten Substituenten besitzen kann, 
bedeuten. 

Spezifische Beispiele fur Monomere mit niedrigem Moiekulargewicht schlieBen Methacrylamide, wie 
N-(o-Methylaminosulfonylphenyl)methacrylamid, N-(m-Methylaminosulfonylphenyl)methacrylamid, 
N-(p-Methyiaminosulfonylphenyl)methacrylamid, N-(o-Ethylaminosulfonylphenyl)methacrylamid, 
N-(m-Ethylaminosulfonylphenyl)methylacrylamid,N-(p-Ethylaminosulfonylphenyl)methacry^ 
N-(o-n-Propylaminosulfonylphenyl)methacrylamid,N-(m-n-Propylaminosulfonylphenyl)methacrylamid, 
N-(p-n-Propylaminosulfonylphenyl)methacrylamid,N-(o-i-Propylaminosulfonylphenyl)methac^ 
N-(m-i-PropylaminosulfonylphenyI)memacrylamid,N-(p-i-PropylaminosulfonyIphenyl)methacrylam 
N-(o-n-ButylaminosulfonylphenyOmethacrylamid,N-(m-n-Butylaniinosulfonylphenyl)methac 
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N-(p-n-Butylaminosulfonylphenyl)m^ 

N-(m-i-Butylaminosulfony^ .. 
N<o-sec-Butylaminosulfonylphenyl)methac^ 
N-(p-sec-Butylaminosdfonylphenyl^ 
N-(m-t-Butylanunosulfonylpheny^ 
N-(p-HydroxyethyIarainosulfony^ 
N-(m-Phenylammosulfonylphenyl)meth^^ 
N-(o-(a-Naphthy!aminosu^ 
N-(p-(a-NapthyIammosdfonyl)phen^ 
N^m-f^NapmylammosuIfonyl^ 
N-(l-(3-MethylaminosuIfonyl)naphthyl)raethacrylamid,N^ 
N-(o-Methylsdfonylaminophenyl)methaci7lamid,N<m-MethylsulfonyIa 
N-(p-Memylsulfonylaminophenyl)methac^ 
N-(m-Ethyisulfonylammophenyi)me^ 

N-(o-PhenylsulfonylaminophenyI)methacrylamid, N^m-Phenylsulfonylaminophenyl)methacrylamid, 
N-(p-Phenylsulfonylaminopheny^ 
N-(m-(p-MethylphenylsulfonyIamino)phenyl)methacryIamid, 

N-(p<p-Methylphenylsulfonylainino)phenyl)methacrylamid, v . n a. , 

N-^-(a-Naphthylsulfonylaimno)phenyI)methacrylamid,N-^ 

N^-MethylsulfonylaminoethyOmethacrylamid, N-(2-Ethylsulfonylaminoethyl)methacrylaraid, 
N-(2-Phenylsulfonylanunoethyl)me^ 
N-(2-a.NaphtylsuIfonylamino)ethyI)methacrylamid undN-(2-(^NaphtylsuIfonylamino)ethyl)methacrylamid; 
Acrylamide, enthaltend die gleichen Substituenten wie die Methacrylamide; 
Methacrylate, wie 

25 o-Methylaminosu!fonylphenylmethaciylat,m-Methalaminosulfonylph 
p-MethylammosuIfonylphenylmethacryla^^^ 
m-Ethylaminosulfonylphenylmethacrylat,p-Etty^ 
o-n-Propylaminosulfonylphenylmethaci^ 

p-n-PropyIaminosulfonylphenylmethacryIat,o-i-PropylaminosulfonylphenyImetha 

m-i-Propylaminosulfonylphenylmethaciy^ 
o-n-ButylaminosulfonyIphenylmethacrylat,m-n-ButyIanunosulfony^ 

p-n-Butylammosulfonylphenylmetha^^ 
m4-ButylaminosulfonylphenylmethacryH 
m-sec-Butylaminosulfonylphenylmetha^ 

m-t-Butylaminosulfonylphenylmethacrylat,p-t-Butylaminosulfonylph 

0- PhenyIaminosuIfon34phenylmethacrylat,m-PhenylairanosulfonylphenylmeA 

p-Phenylaminosulfonylphenylmemacryla^ 
p^a-Naphthylammosulfonyl)phenylmethac^^ 
p-(£NaphtyIammosulfonyl)phenylmetta^ 

1- (3-Ethylamraosulfonyl)naphthylmethacry!at,o-MethylsulfonyIaminoph 
m-MethylsulfonylaminophenyImethacrylat,p-Methylsulfonylarainophenylm 
o-EmylsuIfonylaniinophenylmethacryte^ 

p-EthylsuIfonylaminophenylmethacrylat,o-PhenylsdfonylaminophenyImethacryIat, 
m-Phenylsulfonylaminophenylmethacrylat, p-Phenylsulfonylaminophenylmethacrylat, 
45 o^p-Methylphenylsulfonylamino)phenyImethacry1at,m-(p-MethyIphenylsulfonyla 
p^p-MethylphenylsuIfonylamino)phenyImethacrylat,p<a-NaphthyIsulfonylam 
p-(0-Naphthylsulfonylammo)phenyl^^ 

2- EthylsuIfonylaminoethylmethacrylat, 2-Phenylsulfonylaminoethylmethacrylat, 
2^p-Methylphenylsulfonylamino)ethyimethaciylat,2-(a-Naphthylsulfonylam 

50 2-(/?-Naphthylsulfonylamino)ethylmethacrylat; 

und Acrylate, wie solche mit den gleichen Substituenten wie fttr die Methacrylate, ein. 

Die Polymerverbindungen mit wenigstens einer -S0 2 NH-Gruppe, die erfindungsgemaB geeignet sind, k6n- 
nen Homopolymere einer Verbindung mit niedrigem Molekulargewicht mit wenigstens einer -SOjNH-Gruppe 
und wenigstens einer polymerisierbaren ungesattigten Bindung in dem Molekiil oder Copolymere davon, jedocn 
vorzugsweise Copolymere einer solchen Verbindung mit niedrigem Molekulargewicht und wenigstens einer 
Verbindung mit niedrigem Molekulargewicht mit wenigstens einer polymerisierbaren ungesattigten Bindung 
undfreivon— S02NH-Gruppen,sein. . . 

Beispiele fur solche Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht mit wenigstens einer polymensierbaren 
ungesattigten Verbindung und frei von -S0 2 NH-Gruppen schlieBen Verbindungen mit emer polymerisierba- 
ren ungesattigten Bindung, wie solche aus der Gruppe, bestehend aus Acrylsaure, Methacrylsaure, Acrylaten, 
Acrylamiden, Methacrylaten, Methacrylamiden, Allylverbindungen, Vinylether, Vinylester, Styrole und Crotona- 
te ein. Insbesondere konnen als Acrylate Alkyl (mit vorzugsweise 1 bis 10 Kohlenstoffatomen>-acrylate, bei- 
spielsweise Methylacrylat, Ethylacrylat, Propylacrylat, Butylacrylat, Amylacrylat, Ethylhexylacrylat, Octylacry- 
lat, t-Octylacrylat, Chlorethylacrylat, Allylacrylat, 2-Hydroxyethylacrylat, 2,2-Dimethylhydroxypropylacrylat, 
5-Hydroxypentylacrylat, Trimethylolpropanmonoacrylat, Pentaerythritmonoacryiat, Glycidyiacrylat, Benzyl- 
acrylat, Methoxybenzylacrylat, Furfurylacrylat und Tetrahydrofurfurylacrylat, und Arylacrylate, beispielsweise 
Phenylacrylat; Methacrylate, wie Alkyl (mit vorzugsweise 1 bis 10 Kohlenstoffatomen)-methacrylate, beispiels- 
weise Methylmethacrylat, Ethylmethacrylat, Propylmethacrylat, Isopropylmethacrylat, Amylmetnacrylat, Hex- 
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ylmethacrylat, Cyclohexylmethacrylat, Benzylmethacrylat, Chlorbenzylmethacrylat, Octylmethacrylat, Allylme- 
thacrylat, 2-Hydroxyethylmethacrylat, 4-Hydroxybutylmethacrylat, 5-Hydroxypentylmethacrylat, 2,2-Dimethyl- 
3-hydroxypropylmethacrylat, Trimethylolpropanmonomethacrylat, Pentaerythritmonomethacrylat, Glycidyl- 
methacrylat, Furfurylmethacrylat und Tetrahydrofurfurylmethacrylat; und Arylmethacrylate, beispielsweise 
Phenylmethacrylat, Cresylmethacrylat und Naphthylmethacrylat; Acrylamide, wie Acrylamid, N-Alkylacrylami- 5 
de (deren Alkylgruppe 1 bis 10 Kohlenstoffatome besitzt, wie Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, t-Butyl, Heptyl, Octyl, 
Cyclohexyl, Hydroxyethyl und Benzyl), N-Arylacrylamide (Beispiele fOr die Arylgruppe schlieBen Phenyl, Tolyl, 
Nitrophenyl, Naphthyl und Hydroxypheny! ein), N,N-Dialkylacrylamide (Beispiele fOr die Alkylgruppe sind 
solche mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, beispielsweise Methyl, Ethyl, Butyl, Isobutyl, Ethylhexyl und Cyclohexyl), 
N,N-Diarylacrylamide (Beispiele fOr die Arylgruppen schlieBen eine Phenylgruppe ein), N-Methyl-N-phenyl- 10 
acrylamid, N-Hydroxyethyl-N-methylacrylamid, N-(2-Acetamido>ethyl-N-acetylacrylamid, N-(Phenylsulfo- 
nyl)-acrylamid und N-(p-MethyIphenylsulfonyl)acrylamid; Methacrylamide, wie Methacrylamid, N-Alkylmetha- 
crylamide (Beispiele fur die Alkylgruppe sind solche mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, wie Methyl, Ethyl, t-Butyl, 
Ethylhexyl, Hydroxyethyl und Cyclohexyl), N-Arylmethacrylamide (Beispiele filr die Arylgruppe schlieBen eine 
Phenylgruppe ein), N, N-Dialkylmethacrylamide (Beispiele fur die Alkylgruppe schlieBen Ethyl, Propyl und Butyl 15 
ein), N,N-Diarylmethacrylamide (Beispiele far die Arylgruppe schlieBen eine Phenylgruppe ein), N-Hydroxyet- 
hyl-N-methylmethacrylamid, N-Methyl-N-phenylmethacrylamid, N-Ethyl-N-phenylmethacrylamid, N-(Phenyl- 
sulfonyijmethacrylamid und N-(p-MethylphenyIsulfonyl)methacrylamid; Allylverbindungen, wie Allylester, bei- 
spielsweise Allylacetat, Allylcaproat, Allylcaprylat, Allylarat, Aliylpalmitat, Allylstearat, Allylbenzoat, Allylaceto- 
acetat und Allyllactat, und Aryloxyethanole; Vinylether, wie Alkylvinylether, beispielsweise Hexylvinylether, 20 
Octylvinylether, Decylvinylether, Ethylhexylvinylether, Methocxyethylvinylether, Ethoxyethylvinylether, Chlo- 
rethylvinylether, l-Methyl-2,2-Dimethylpropylvinylether, 2-Ethylbutylvinylether, Hydroxyethylvinylether, Diet- 
hylenglykolvinylether, Dimethylaminoethylvinylether, Diethylaminoethylvinylether, Butylaminoethylvinylether, 
Benzylvinylether und Tetrahydrofurfurylvinylether, Vinylarylether, beispielsweise Vinylphenylether, Vinyltoly- 
lether, Vinylchlorphenylether, Vinyl-2,4-dichlorphenylether, Vinylnaphthylether und Vinylanthranylester; als 25 
Vinylester Vinylbutyrat, Vinylisobutyrat, Vinyltrimethylacetat, Vinyldiethylacetat, Vinylpivalat, Vinylcaproat, 
Vinylchloracetat, Vinyldichloracetat, Vinylmethoxyacetat, Vinylbutoxyacetat, Vinylphenylacetat, Vinylacetoace- 
tat, Vinyllactat, Vinyl-^phenylbutylat, Vinylcyclohexylcarboxylat, Vinylbenzoat, Vinylsalicylat, Vinylchlorbenzot 
at, Vinyltetrachlorbenzoat und Vinylnaphthoat; Styrole, wie Styrol, Alkylstyrol, beispielsweise Methylstyrol, 
Dimethylstyrol, Trimethylstyrol, Ethylstyrol, DiethylstyroL Isopropylstyrol, Butylstyrol, Hexylstyrol, Cyclohexyl- 30 
styrol, Decylstyrol, Benzylstyrol, Chlormethylstyrol, Trifluormethylstyrol, Ethoxymethylstyrol und Acetoxyme- 
thylstyrol; Alkoxystyrole, beispielsweise Methoxystyrol, 4-Methoxy-3-methyIstyrol und Dimethoxystyrol; Halo- 
genstyrole, beispielsweise Chlorstyrol, Dichlorstyrol, Trichlorstyrol, Tetrachlorstyrol, Pentachlorstyrol, Brom- 
styrol, Dibromstyrol, Jodstyrol, Fluorstyrol, Trifluorstyrol, 2-Brom-4-trifluormethylstyrol und 4-Fluor-3-trifluor- 
methylstyrol; Crotonate, wie Alkylcrotonate, beispielsweise Butylcrotonat, Hexylcrotonat und Glycerinmono- 35 
crotonat; DiaDcylitactonate, wie Dimethylitaconat, Diethylitaconat und Dibutylitaconat; Dialkylmaleate oder 
Fumarate, wie Dimethylmaleat und Dibutylf umarat; und Acrylonitril und Methacrylonitril genannt werden. 

Unter diesen Verbindungen mit polymerisierbaren ungesattigten Bindungen werden vorzugsweise Methacry- 
late, Acrylate, Methacrylamide, Acrylamide, Acrylonitril, Methacrylonitril, Methacrylsaure und AcrylsSure ver- 
wendet. 40 

Die Copolymere von Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht mit wenigstens einer — S02NH-Gruppe 
und mindestens einer polymerisierbaren ungesattigten Bindung und wenigstens einer Verbindung mit einer 
polymerisierbaren ungesattigten Bindung, wie sie vorstehend genannt wurde, konnen Blockcopolymere, zufalls- 
verteilte Copolymere oder Pfropfcopolymere sein. 

Die wiederkehrenden Einheiten mit einer -S0 2 NH-Gruppe liegen in den Copolymeren vorzugsweise in 45 
einer Menge von nicht weniger als 5 Mol-%, besonders bevorzugt von 10 bis 90 Mol-%, bezogen auf die 
Gesamtmenge der in dem Copolymer vorliegenden wiederkehrenden Einheiten, vor. 

Diese Polymerverbindungen kdnnen in Gegenwart eines Losungsmittels, wie Ethylendichlorid, Cyclohexanon, 
Methylethylketon, Aceton, Methanol, Ethanol, Ethylenglykolmonomethylether, Ethylenglykolmonoethylether, 
2-Methoxyethylacetat, l-Methoxy-2-propanoI, l-Methoxy-2-propylacetat, N,N-Dimethylformamid, Toluol, Et- 50 
hylacetat, Methyllactat und Ethyllactat, hergestellt werden. Diese L6sungsmittel k6nnen allein oder in Kombina- 
tion verwendet werden. 

Das durchschnittliche Molekulargewicht der Polymerverbindungen, die erfindungsgemaB verwendet werden, 
betragt vorzugsweise nicht weniger als 2000 und besonders bevorzugt 5000 bis 300000. In der vorliegenden 
Erfindung konnen diese Polymerverbindungen allein oder in Kombination verwendet werden. Die Menge der 55 
Polymerverbindung, die in die erfindungsgemaBe lichtempfindliche Zusammensetzung eingearbeitet wird, Iiegt * 
im allgemeinen bei etwa 5 bis 95 Gew.-%, vorzugsweise bei etwa 10 bis 85 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtge- 
wicht der Zusammensetzung. 

(2) Negativ arbeitende Diazoniumverbindungen 60 

Beispiele fOr solche negativ arbeitenden Diazoniumverbindungen sind Diazoniumverbindungen, wie sie in der 
US-PS 3867 147 und der US-PS 26 32 703 offenbart sind, und besonders bevorzugt sind Diazoharze, wie 
Kondensate eines aromatischen Diazoniumsalzes und beispielsweise einer aktiven carbonylgruppenhaltigen 
Verbindung, wie Formaldehyd. Beispiele fUr bevorzugte Diazoharze sind Hexafluorphosphat, Tetrafluorphos- 65 
phat und ein Phosphat eines Kondensats von p-Diazodiphenylamin und Formaldehyd oder Acetaldehyd. Weiter- 
hin schlieBen bevorzugte Beispiele Sulfonate, wie p-Toluolsulfonat, Dodecylbenzolsulfonat und 2-Methoxy- 
4-hydroxy-5-benzoylbenzoIsulfonat), Phosphinate, wie Benzolphosphinat, Salze mit hydroxylgruppenhaltigen, 
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organischen Verbindungen, wie ein Salz mit 2,4-Dihydroxybenzophenon, und organische Carboxylase eines 
Kondensats von p-Diazodiphenylamin und Formaldehyd, wie in der US-PS 33 00 309 offenbart, em. Weiterhin 
konnen Harze, die durch Kondensation von 3-Methoxy-4-DiazodiphenyIamin mit M'-Bismethoxymethyldiphe-; 
nylether und anschUeflende Umwandlung in ein Mesitylensulfonatsalz erhaiten wurden, wie in der JP-OS 
58-27141 (kanadisches Patent 1 1 72 492) offenbart, ebenfalls verwendet werden. 

Die Menge dieser Diazoniumverbindungen, die in die Uchtempfindliche Zusammensetzung emgearbeitet wird, 
Hegt im allgemeinen bei 1 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise bei 3 bis 20 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht 
der Zusammensetzung. Diese Diazoniumverbindungen konnen gegebenenfalls in Kombmation verwendet wer- 
den. 

(3) Polymerisierbare Monomer/Photopolymerisationsimtiatoren 

Monomere, die der erfindungsgemiiBen lichtempfindlichen Zusammensetzung zugegeben werden konnen, 
sind Monomere oder OUgomere mit wenigstens einer, vorzugsweise wenigstens zwei additionspolymensierba- 
ren ethylenisch ungesattigten Gruppen, einem Siedepunkt (bei Qblichem Druck) von nicht weniger als 100 C und 
einem Molekulargewicht von nicht raehr als 10 000. Beispieie fur solche Monomere oder Ohgomere smd 
monofunktionelle Acrylate und Methacrylate, wie Polyethylenglykolmono(meth)acrylat, Polypropylenglykol- 
mono(meth)acrylat und Phenoxyethylmono(meth)acrylat; solche, die durch Zugabe von Ethylenoxid oder Pro- 
pylenoxid zu einer mehrwertigen Alkohol, wie Glycerin oder Trimethylolethan, und anschlieBende Umwandlung 
des Addukts in(Meth)acrylate, Polyethylenglykoldi(meth)acrylat, PolypropyIenglykoldi(meth)acrylat,Tnmethy- 
lolethantri(meth)acrylat, NeopentylglykoIdi(meth)acrylat, Pentaerythrittri(meth)acryla^ Pentaerythntte- 
tra(meth)acrylat, Dipentaerythrithexa(meth)acrylat, Hexandioldi(meth)acrylat, Tri(acryIoyloxyethyl)isocyana^ 
Urethan(meth)acrylate, erhaiten wurden, wie die in der JP-OS 51-37193 und den JP-PS 48-41708 ™d 50-6034 
offenbarten; Polyester(meth)acrylate, wie in der JP-OS 48-64183 und den JP-PS 49-43191 und 52-30490 offen- 
bart; und polyfunktionelle (Meth)acrylate, wie Epoxy(meth)acrylat, erhaiten durch Umsetzung ernes Epoxyhar- 
zes mit (Meth)acrylsaure. Zusatzlich k6nnen die in "Nippon Setchaku Kyokai Shi (Bulletin of Japan Adhesion 
Association)" Vol. 20. Nr. 7, Seiten 300-308 als photohSrtbare Monomere und Oligomere offenbarten Verbin- 
dungen ebenfalls erfindungsgemafi verwendet werdea 

Das VerhSltnis (auf Gewichtsbasis) dieser Monomere oder OUgomere zu der Polymerverbindung mit wenig- 
stens einer -SOzNH-Gruppe Hegt vorzugsweise bei 5 : 95 bis 70 : 30, besonders bevorzugt bei 10 : 90 bis 50 : 50. 

Die Photopolymerisationsinitiatoren, die erfindungsgemaB verwendet werden kdnnen, schtieBen beispielswei- 
se vicinale Polyketadonylverbindungen, wie in der US-PS 23 67 660 offenbart; a-Carbonylverbmdungen ( wie in 
den US-PS 23 67 661 und 23 67 670 offenbart; Acyloinether, wie in der US-PS 24 48 828 offenbart; aromatische 
Acyloinverbindungen, deren a-Position durch einen Kohlenwasserstoff substituiert ist, wie in der US-PS 
27 22 513 offenbart; mehrkernige Chinonverbindungen, wie in den US-PS 30 46 127 und 29 51 758 offenbart; 
eine Kombination aus einem Triarylimidazoldimer/p-Aminophenylketon f wie in der US-PS 35 49 367 offenbart; 
Benzothiazolverbindungen, wie in der US-PS 38 70 524 offenbart; Acrydin- und Phenadinverbindungen, wie m 
der US-PS 37 51 259 offenbart; und Oxadiazolverbindungen, wie in der US-PS 42 12 970 offenbart, em. 

Bevorzugt sind Trihalogenmethyl-s-triazinverbindungen oder Trihalogenmethyloxadiazolverbmdungen der 
folgenden allgemeinen Formel (III) oder (IV): 

R 7 

x 

N N 

Y 3 cJ( J-CYi (III) 
N 



N N 

II II 
R s — C C — CY 3 (IV) 

\ / 
O 

In den Formeln (III) und (IV) bedeutet R 8 eine substituierte oder unsubstituierte Aryl- oder Alkenylgruppe ; R 7 
bedeutet R 8 , -CY 3 oder eine substituierte oder unsubstituierte Alkylg™PPe> und Y bedeutet ein Chlor- oder 

Br Be n ispieTe far Verbindungen der allgemeinen Formel (III) schlieBen solche, die in Wakabayashi et al^Bull. 
Chem. Soc. Jap., 1969, 42, Seite 2924 offenbart sind; und solche, die in der GB-PS 13 88492 und den DE-PS 
27 1 8 259 und 33 37 024 offenbart sind, ein. Spezif ische Beispieie daf Qr sind 
2-Phenyl-4,6-bis(trichlormethyl)-s- 

2-(p-TolylK 6 - bis ( trich ^ 
2-^4'-Dichlorphenyl)-4,6-bis(tri^ 

2-Methyl-4,6-bis-(trichlormethyl)-s-triazin,2-n-Nonyl-4,6-bis(trichlormethyl)-s-triazin, 

2-taa,5-Trichlorethyl)-4,6-bi 

2-(p-Methylstyi7l)-4,6-bis(trichto 
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2-(4-Methoxynaphtho- 1 -yl)-4,6-bis(trichIormethyl-s-triazin, 
2-(4-Ethoxynaphtho4-yl>4 t 6-bis-(trichlormethyl)-s-triazin, 
2-(4-(2-Ethoxyethyl)-naphtho-l-yl)-4,6-bis(trichlormethyl)-s-triazin, 
2-(4 ( 7-Dimethoxynaphtho-l-yl)-4,6-bis(trichIormethyI)-s-triazin, 

2-(Acenaphtho-5-ylH6-bi<tricM^ 5 

Beispiele fOr Verbindungen der allgemeinen Formel (IV) schlieBen solche ein, die in den JP-OS 54-74728 
(US-PS 4 23 106), 55-77742 (US-PS 42 79 982) und 59-148784 offenbart sind. Insbesondere konnen beispielsweise 
2-Styryl-5^richlormethyl-l,3,4-oxad 

2-(4-MethyIstyryI)-5-trichIormethyI- 1 ,3,4-oxadiazol, 2-(4-Methoxystyryl)-5-trichlormethyl-13,4-oxadiazol J 

2-(4-Butoxystyryl)-5-trichIorme^ 10 

2-Phenyl-5-trichIormethyI-13i4-oxadiazoI,2^4 r Methoxyphenyl>5-trichlorme^ 

2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-trichlormethyl-lA4-oxadiazol,2-(4-Styrylphe 

und 2-(l -NaphthyI)-5-trichlormethyI-l A4-oxadiazol 

genanntwerden. 

Die erfindungsgemaBe lichtempfindliche Zusammensetzung kann gegebenenfalls Sensibilisierungsmittel urn- 15 
fassen. Beispiele ftlr solche Sensibilisierungsmittel sind aromatische Thiazolverbindungen, wie in der JP-OS 
59-28328 (DE-OS 2851 641) offenbart; Merocyaninfarbstoffe, wie in der JP-OS 54-151024 offenbart; aromati- 
sche Thiopyryliumsalze und aromatische Pyryliumsalze, wie in der JP-OS 58-40302 offenbart; als auch Lichtab- 
sorptionsmittel, wie 9-Phenylacrydin, 5-Nitroacenaphthen und Ketochlorine. Es ist erfindungsgejmaB ebenfalls 
wirksam, eine Kombination aus der vorstehenden Verbindung und einem Protonendonor, wie N-Phenylglycin, 20 
2-Mercaptobenzothiazol oder Ethyl-N,N'-diemethylaminobenzoat, zu verwenden. 

In der erfindungsgemaBen lichtempfindlichen Zusammensetzung ist es ausreichend, diese Photopolymerisa- 
tionsinitiatoren und/oder Sensibilisierungsmittel in einer Menge von 0,01 bis 20 Gew.-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht der photopolymerisierbaren, ethylenisch ungesattigten Verbindung und der Polymerverbin- 
dung mit mindestens einer — SOaNH-Gruppe zu verwenden. Bevorzugte Ergebnisse konnen durch Begrenzen 25 
der Menge auf 0,5 bis 10 Gew.-% erhalten werden. 

Wenn Diazoniumverbindungen weiterhin diesen lichtempfindlichen Zusammensetzungen zugegeben werden, 
liegt ihre Menge, die eingearbehet wird, vorzugsweise bei 1 bis 50 Gew.-°/o, besonders bevorzugt bei 2 bis 35* 
Gew.-°/o, bezogen auf das Gewicht der Zusammensetzung. 

30 

(4) Andere Komponenten 

Die erfindungsgemaBe lichtempfindliche Zusammensetzung kann weiterhin zusatzlich zu der Polymerverbin- 
dung mit wenigstens einer — S02NH-Gruppe bekannte alkalildsliche Polymerverbindungen, wie Phenolformal- 
dehydharz, Cresolformaldehydharz, phenolmodifiziertes Xylolharz, Polyhydroxystyrol, polyhalogeniertes Hy- 35 
droxystyrol, carboxylgruppenhaltiges Epoxyharz, Polyacetalharz, Acrylharz, Methacrylharz und carboxylgrup- 
penhaltiges Poryurethanharz, umfassen. Diese alkaliloslichen Polymerverbindungen werden in einer Menge von 
nicht mehr als 70 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzng, verwendet 

Die erfindungsgemaBe lichtempfindliche Zusammensetzung kann weiterhin andere Additive, wie Mittel oder 
Zusammensetzungen zur Erhaltung eines sichtbaren Bildes sofort nach der bildweisen Belichtung; Farbstoffe 40 
oder Pigmente zum Farben der Bilder; Stabilisatoren, oberf lachenaktive Mittel. Weichmacher und/oder andere 
Fullmittelenthalten. 

TVpische Beispiele fiir Mittel oder Zusammensetzungen, um ein sichtbares Bild sofort nach der bildweisen 
Belichtung zu ergeben, schlieBen eine Kombination aus einer lichtempfindlichen Verbindung, die eine SSure 
wihrend der Belichtung freisetzt, und einem organischen Farbstoff, der ein Salz mit der freigesetzten Saure 45 
bilden kann, ein. Spezifische Beispiele dafiir sind eine Kombination aus o-Naphthochinondiazido-4-sulfonsaure- 
halogenid und einem salzbildenden organischen Farbstoff, wie in der JP-OS 50-36209 (US-PS 39 69 118) offen- 
bart, und eine Kombination aus einer Trihalogenmethylverbindung und einem salzbildenden organischen Farb- 
stoff, wie in der JP-OS 53-36223 (US-PS 41 60671) und 54-74728 (US-PS 42 32 106) offenbart Beispiele ftir 
bevorzugte Farbstoffe, einschlieBelich salzbildender organischer Farbstoffe, schlieBen dlidsliche Farbstoffe und 50 
basische Farbstoffe und insbesondere Oil Yellow Nr. 101, Oil Yellow Nr. 130, Oil Pink Nr. 312, Oil Green BG, Oil 
Blue BOS, Oil Blue Nr. 603, OU Black BY, Oil Black BS, Oil Black T-505 (erhaltlich von Orient Chemical 
Industries, Ltd.); Victoria-Reinblau, Kristallvioiett (CI 42555), Methylviolett (CI 42535), Rhodamin B (CI 45170B), 
Malachitgriin (CI 42000) und Methylenblau (CI 52015) ein. 

Wenn die Diazoniumverbindungen gleichzeitig verwendet werden, konnen die folgenden Stabilisatoren dafar 55 
verwendet werden: Phosphorigesaure, Phosphorsaure, Pyrophosphorigesaure, Oxalsaure, Borsaure, p-Toluol- 
sulfonsaure, Benzolsulfonsaure, p-HydroxybenzoisuIfonsaure, 2-Methoxy-4-hydroxy-5-benzoylbenzoIsulfonsau- 
re, Apfelsaure, Weinsaure, Dipicolinsaure, Polyacrylsaure und Copolymere davon, PolyvinylphosphonsSure und 
Copolymere davon, Polyvinylsulfonsaure und Copolymere davon, 5-Nitronaphthalin-l-phosphonsaure, 
4-Chlorphenoxymethylphosphonsaure, Natriumphenylmethylpyrazolonsulfonat, 2-Phosphonobutantricarbon- 60 
saurel,2,4; 1-Phosphonoethantricarbonsaure-U^ ; und l-Hydroxyethan-l,l-disulfonsaure. 

Wenn eine Kombination aus einem polymerisierbaren Monomer und einem Photopolymerisationsinitiator 
verwendet wird, ist es weiterhin wiinschenswert, eine geringe Menge eines Warmepolymerisationsinhibitors 
zuzugeben, um eine ungewiinschte Warmepolymerisation des polymerisierbaren Monomers wahrend der Her- 
stellung der lichtempfindlichen Zusammensetzung und ihrer Lagerung zu verhindern. Beispiele far bevorzugte 65 
Warmepolymerisationsinhibitoren sind Hydrochinon, p-Methoxyphenol, Di-t-butyl-p-cresol, Pyrogallol, t-Butyl- 
catechol, Benzochinon, 4,9-Thiobis(3-methyl-6-t-butylphenol), 2^'-Methylenbis(4-methyl-6-t-butylphenol) 1 
2-mercaptobenzimidazol und Ver(I)salz von N-Nitrosophenylhydroxylamin. 
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Die erfindungsgemaBe lichtempfindliche Zusammensetzung kann weiterhin andere Additive, beispielsweise 
Alkylether zur Verbesserung der Bcschichtungseigenschaft, wie Ethylcellulose und Methylcellulose; oberfla- 
chenaktive Mittei, wie oberflachenaktive Mittel vom Fluortyp; Weichmacher, urn dem erhaltenen Film Flexibili- 
tat und Abriebbestandigkeit zu verleihen, wie Tricresylphosphat, Dimethylphthalat, Dibutylphthalat, Trioctyl- 
phosphat, Tributylphosphat, Tributylcitrat, Polyethylenglykol und Polypropylenglykol, umfassen. Die Menge 
dieser Additive kann in Abhangigkeit von der Art der Zusammensetzung und ihrem Zugabezweck variieren, 
liegt jedoch im allgemeinen bei 0,5 bis 3 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des in der iichtempfindlichen 
SchichtvorliegendenFeststoffs. ( 

Die erfindungsgemaBe lichtempfindliche Zusammensetzung wird in einem Losungsmittel gelost, das die 
vorstehenden Komponenten 16sen kann, urn sie auf die Oberflache eines Substrats aufzubringea Beispiele fur 
diese Losungsmittel schlieBen Methanol, Ethanol, Isopropanol, n-Butanol, t-Butanol, Ethylendichiorid, Cyclohex- 
anon, Aceton, Methylethylketon, Ethylenglykol, Ethylenglykolmonomethylether, Ethylenglykolmonoethylether, 
2-Methoxyethylacetat, l-Methoxy-2-propanol, l-Methoxy-2-propyiacetat, N,N-Dimethylformamid,Tetrahydro- 
furan, Dioxan, Dimethylsuifoxid, Ethylacetat, Methyllactat und Ethyllactat ein. Diese Losungsmittel konnen 
allein oder in {Combination verwendet werden. 

Es ist ebenfalls bevorzugt, gemischte Losungsmittel, erhalten durch Zugabe zu dem vorstehend genanten 
Ldsungsmittel oder einer Mischung daraus einer geringen Menge von mindestens einem anderen Losungsmittel, 
wie Wasser und Toluol, das das Diazoharz oder die Polymerverbindung nicht lost, zu verwenden. Die Konzen- 
tratin der vorstehenden Ldsung liegt bei 1 bis 50 Gew.-% (Feststoffgehalt). 

Nach Aufbringen einer solchen Iichtempfindlichen Losung wird die aufgebrachte Schicht geeigneterweise bei 
einer Temperatur von 50 bis 120° C getrocknet Das Trocknen kann durchgefuhrt werden, indem zuerst die 
Schicht einer voriaufigen Trocknung bei einer ziemlich niedrigen Temperatur und einer anschlieBenden Trock- 
nung bei einer erhohten Temperatur ausgesetzt wird Die aufgebrachte Schicht kann direkt bei erhohter 
Temperatur getrocknet werden, wenn das Losungsmittel und die Konzentration der Beschichtungsldsung auf 
geeignete Weise gewahlt werdea 

Die aufgebrachte Menge der Iichtempfindlichen Ldsung varriert in Abhangigkeit von der Anwendung der 
Zusammensetzung. Sie liegt beispielsweise bei 0,5 bis 3,0 g/m 2 fur eine Zusammensetzung, die zur Bildung von 
vorsensibilisierten Platten verwendet wird. Wenn die aufgebrachte Menge der Zusammensetzung abnimmt, 
erhoht sich die Lichtempfindlichkeit der erhaltenen Schicht, die physikalischen Eigenschaften davon werden 
jedoch erniedrigt 

Beispiele fur Substrate, auf die die erfindungsgemaBe lichtempfindliche Zusammensetzung aufgebracht wird, 
schlieBen Papier, Papier, das mit einer Kunststoffbahn, wie einer Polyethylen-, Polypropylen- oder Polystyrol- 
bahn, laminiert wurde; Methallplatten, wie Aluminium (einschliefilich Aluminiumlegierungen)-, Zink- und Kup- 
ferplatten; Kunststoffilme, wie Cellulosediacetat, Cellulosetriacetat, Celiulosepropionat, Celluloseacetat, Cellu- 
loseacetatbutyrat, Cellulosebutyrat, Polyethylenterephthalat, Polyethylen, Polystyrol, Polypropylen, Polycarbo- 
nat und Polyvinylacetal; und Papier- oder Kunststoffilme, die mit einer Folie der vorstehenden Metalle laminiert 
wurden oder auf die ein Metall abgeschieden wurde, ein. Unter diesen Tragern ist eine Aluminumplatte beson- 
ders bevorzugt aufgrund ihrer hohen Formstabilitat und der niedrigen Kosten. Zusatzlich sind zusammengesetz- 
te Bahnen bzw. Verbundbahnen, die Polyethylenterephthalat umfassen, auf die eine Aluminiumbahn gebunden 
wird, wie in der JP-PS 48-18327 offenbart, ebenfalls bevorzugt 

Wenn das Substrat eine Metalloberflache besitzt, insbesondere eine Aluminiumoberflache, ist es wiinschens- 
wert, eine Hydrophilisierungsbehandlung durchzuf tihren. 

Beispiele fur solche Hydrophilisierungsbehandlungen schlieBen ein mechanisches Verfahren als Drahtbur- 
stenk6rnung, Burstenkornung, worin die Aluminiumoberflache mit einer Nylonbiirste gekornt wird, wahrend 
eine Aufschiammung aus Abriebteilchen dariibergegossen wird, und eine Muhlenkdrnung; eine chemische 
Kdrnung, worin HF, A1C1 3 oder HC1 als Atzmittel verwendet wird; eine elektroiytische Kornung, worin Salpeter- 
saure oder Salzsaure als Elektrolyt verwendet wird; und ein kombiniertes Kornen, das aus einer Kombination 
zusammengesetzt ist, ein. Das Substrat mit einer Aluminiumoberflache kann vorzugsweise einer Atzbehandlung 
mit einer Saure oder einem Alkali und darauffolgend einer Anodisierung durch Leiten eines elektrischen Stroms 
(Gleichstrom oder Wechselstrom) durch das Aluminiumsubstrat in einem Elektrolyt, wie Schwefelsaure, 
PhosphorsSure, Oxalsaure, Borsaure, Chromsaure, Sulfaminsaure oder Mischungen daraus, zur Bildung eines 
stark passiven Films auf der Aluminiumoberflache ausgesetzt werden. Die Aluminiumoberflache wird durch 
einen solchen passiven Film per se hydrophil gemacht Es ist jedoch bevorzugt, sie weiterhin einer Silikatbehand- 
lung (Natriumsilikat oder Kaliumsilikat), wie in den US-PS 27 14 066 und 31 81 461 offenbart; einer Kaliumfluor- 
zirkonatbehandlung, wie in der US-PS 2946 638 offenbart; einer Phosphomolybdatbehandlung, wie in der 
US-PS 32 01 247 offenbart; einer Alkyltitanatbehandlung, wie in der GB-PS 1 1 08 559 offenbart; einer Poly acryl- 
saurebehandlung, wie in der DE-OS 1091 433 offenbart; einer Polyvinylsulfonsaurebehandlung, wie in der 
DE-PS 1 1 34 093 und der GB-PS 12 30 447 offenbart; einer Phosphonsaurebehandlung, wie in der JP-PS 44-6409 
offenbart; ein Phytinsaurebehandlung, wie in der US-PS 33 07 951 offenbart; einer Behandlung mit einem Saiz 
einer hydrophilen organischen Polymerverbindung und einem zweiwertigen Metall, wie in den JP-OS 58-16893 
(DE-OS 31 26 636) und 58-18291 (DE-OS 3 12 56 626) offenbart; einer Anwendung einer Grundierschichtung aus 
einem wasserldslichen Polymer mit mindestens einer Sulfonsauregruppe, wie in der JP-OS 59-101651 (EP- 
A-l 10 417) offenbart, wobei das letztere ein besonders bevorzugtes Substrat ist, auszusetzen. Weiterhin schlie- 
Ben andere Beispiele fur hydrohpile Behandlungen ebenfalls eine galvanische Silikatabscheidung ein, wie in der 
US-PS 36 58 662 offenbart 

Die erfindungsgemaBe lichtempfindliche Zusammensetzung, die auf die Oberflache des Substrats aufgebracht 
wird, wird bildweise durch eine Originaltansparenz, die Linien- oder Halbtonpunktbilder tragt, belichtet und 
dann mit einem waBrigen alkalischen Entwickler entwickelt, um Reliefbilder, die gegenuber dem Original 
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negativ sind, zu ergeben. 

Als Lichtquellen, die bei der Entwicklung verwendet werden, konnen beispielsweise eine Kohlenbogenlampe, 
eine Quecksilberlampe, eine Xenonlampe, eine Metallhalogenidlampe, ein Stroboskop, Ultraviolett- und Laser- 
strahlen genannt werden. 

Besonders bevorzugte Entwickler werden in der JP-PS 56-39464, den US-PS 41 86 006 und 45 92 992 und der 5 
EP-A-6 70 013 beschrieben. 

Die erfindungsgemafie lichtempfindiiche Zusammensetzung besitzt ausgezeichnete Beschichtungseigenschaf- 
ten, wenn sie auf die Oberflache eines Substrats aufgebracht wird Sie ist ebenfalls ausgezeichnet in der 
Entwickelbarkeit mit einem wafirigen alkalischen Entwickler nach dem Aufbringen, Trocknen und bildweisen 
Belichten. Sie zeigt eine gute Entwickelbarkeit, wenn sie entweder mit einem wafirigen alkalischen Entwickler, 10 
der ein organisches Losungsmittel und/oder ein oberflachenaktives Mittel enthalt, oder einem wafirigen alkali- 
schen Entwickler, der im wesentlichen frei von diesen organischen Substanzen ist entwickelt wird. Weiterhin 
weisen die erhaltenen Refliefbilder eine gute Abriebbestandigkeit und Adhasion zu dem Substrat auf. Deshalb 
kann eine Vielzahl von Drucksachen mit guter Qualitat erhalten werden, wenn sie zur Bildung einer lithographic 
schen Druckplatte verwendet wird. 15 

Die folgenden Beispiele eriautern die Erfindung. 

Herstellung 1 

In einem 1-1-Dreihalskolben, ausgestattet mit einem KOhler, einem Rfihrer und einem Tropftrichter, wurden 20 
88,6 g (0,4 Mol) p-Nitrobenzolsulfonylchlorid und 300 ml Aceton eingetragen, und der Kolbeninhalt wurde in 
einem Eisbad gerfihrt 523 g (etwa 0,81 Mol) einer wafirigen Monoethylaminlosung (Amingehalt « 70 Gew.-%) 
wurde tropfenweise zu der Mischung fiber 2,5 h durch den Tropftrichter zugegeben. Nach AbschluB der 
tropfenweisen Zugabe wurde der Kolben aus dem Eisbad entnommen, und die Mischung wurde Uber 1 h unter 
Erwarmen auf 60° C in einem Olbad gerfihrt Nach AbschluB der Reaktion wurde die Mischung in 21 Wasser 25 
unter Rfihren gegossen, fiber weitere 30 jnin gerfihrt und filtriert Der erhaltene Feststoff wurde fiber einige Zeit 
Iuftgetrocknet, in 20 ml Aceton aufgeldst und wiederum in 2 1 Wasser unter Ruhren gegossen. Nach 30mintiti- 
gem Ruhren wurde der erhaltene Feststoff filtriert und getrocknet urn N-Ethyl-p-nitrobenzolsulfonamid als. 
Feststoff zu erhalten. Der Feststoff konnte aus einem Ethanol-Wasser-Losungsmittel zur Reinigung umkristalli-, 
siert werden (Ausbeute = 65,4 g). 30 

Dann wurden 46,0 g (0,2 Mol) N-Ethyl-p-nitrobenzoIsulfonamid und 500 ml Ethanol in einem l-l-Dreihalskol- 
ben, ausgestattet mit einem KOhler, einem Rfihrer und einem Tropftrichter, gegeben und unter Erwarmen auf - 
50° C gerfihrt Zu der erhaltenen Mischung wurden dann 4 g Palladium-Kohlenstoff (5°/o Palladium), das mit < 
Wasser befeuchtet worden war, gegeben. Weiterhin wurden 30,0 g (0,6 Mol) Hydradinmonohydrat tropfenweise 
der Mischung fiber etwa 1 h durch den Tropftrichter zugegeben. Nach AbschluB der tropfenweisen Zugabe 35 
wurde die Mischung fiber 2 h unter Rfihren rtickfluBerwarmt 

Nach der Reaktion wurden die unldslichen Anteile abfiltriert, das Filtrat wurde ausreichend kondensiert und 
in 1 1 Wasser unter Rfihren gegossen. Die Niederschlage wurden filtriert und getrocknet, um festes N-Ethyl-p-a- 
minobenzolsulfonamid zu erhalten. Der Feststoff konnte aus einem Ethanol-Wasser-Losungsmittel zur Reini- 
gung umkristallisiert werden (Ausbeute = 31 g). 40 

Daraufhin wurden 20,0 g (0,1 Mol) N-Ethyl-p-aminobenzolsulfonamid und 100 ml Pyridin in einen 300-ml- 
Dreihalskolben, ausgestattet mit einem KOhler, einem Rfihrer und einem Tropftrichter, eingetragen und in einem 
Eisbad gerfihrt Zu der Mischung wurden tropfenweise 10,5 g (0,1 Mol) Methacrylsaurechlorid fiber etwa 1 h 
durch den Tropftrichter gegeben. Dann wurde der Kolben aus dem Eisbad entnommen und in ein Olbad 
getaucht, um inn auf 60°C fiber 2 h unter Rfihren zu erwarmen. 45 

Nach AbschluB der Reaktion wurde die Mischung in 1 1 Wasser gegossen, gefolgt von der Zugabe von 
Salzsaure, um die Mischung anzusauern, fiber 30 min gerfihrt, filtriert, um Feststoff zu gewinnen, und getrocknet, 
um festes N-(p-Ethylaminosulfonylphenyl)methacryIamid zu erhalten. Dieser Feststoff konnte aus einem Etha- 
nol-Wasser-Losungsmittel zur Reinigung umkristallisiert werden (Ausbeute = 19 g). 

Dann wurden in einem 200-ml-Dreihalskolben, ausgestattet mit einem Kfihler und einem Rfihrer, 15,53 g 50 
(0,058 Mol) N-(p-Ethylaminosulfonyphenyl)methacrylamid, 833 g (0,064 Mol) 2-Hydroxyethylmethacrylat 3,40 g 
(0,064 Mol) Acrylonitril, 1,21 g (0,014 Mol) Methacrylsaure, 0,41 g a, a'«Azobisobutyronitril und 80 ml N,N-Dime- > : 
thylformamid gegeben, und die Mischung wurde fiber 5 h unter Erwarmen auf 64° C gerfihrt Die Reaktionsmi- 
schung wurde in 2 1 Wasser unter Rfihren gegossen, gefolgt von Rfihren fiber weitere 30 min, filtriert und das 
Produkt getrocknet, um 26 g weiBen Feststoff zu erhalten. Das gewichtsdurchschnittliche Molekulargewicht 55 
(Standard: Polystyrol) der Polymerverbindung wurde durch Gelpermeationschromatographie bestimmt und 
betrug 42 000 (nachstehend als "Polymerverbindung (a) der vorliegenden Erfindung" bezeichnet). 

Herstellungen 2 bis 7 x 

60 

Nach dem Verf ahren gemaB Herstellung 1 wurden die Polymerverbindungen (b) bis (g), die in der nachstehen- 
den Tabeile I angegeben sind, hergestellt Das gewichtsdurchschnittliche Molekulargewicht dieser Polymerver- 
bindung betrug 15 000 bis 100 000(Standard: Polystyrol). 
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BcispielelbisS 

Die Oberfiache einer Aluminiumplatte (JIS 1050A) mit einer Dicke von 0,24 mm wurde unter Verwendung 
einer Nylonbtirste und einer waBrigen Suspension aus 400 mesh Bimsstein gekdrnt und anschlieBend mit Wasser 
5 gewaschen. Die Platte wurde in eine 10%ige waBrige Losung aus Natriumhydroxid bei 70° C uber 60 s getaucht, 
um die Platte zu atzen, gefolgt von Waschen mit flieflendem Wasser, Neutralisieren und Waschen mit 90°/oiger 
Salpetersaurelosiing, und anschlieBend wurde die Platte durch das elektrochemische Kornungsverfahren, das in 
der JP-OS 53-67507 offenbart ist, mit anderen Worten durch eine elektrolytische Kdrnung der Platte in einer 
l°/oigen waBrigen Salpetersaureldsung unter Verwendung eines Wechselstroms, so daB die Elektrizitatsmenge 
io bei der Anodenzeit 160 cb/dm 2 betrug, gekornt. Anschliepend wurde die Aluminiumplatte in eine 30°/oige 
waBrige Schwefelsaureldsung bei 55° C fiber 2 min getaucht, um die Platte zu entschmutzen, und in einer 7°/oigen 
waBrigen Schwefelsaureldsung anodisiert, bis die Dicke des erhaltenen Aluminiumoxidfihns 2,0 g/m 2 betrug. 
Daraufhin wurde die Platte in eine 3°/oige waBrige Losung aus Natriumsilikat (JIS Nr. 3) getaucht, bei 70° C ttber 
1 min gehalten, mit Wasser gewaschen und getrocknet Losungen aus lichtempfindlichen Zusammensetzungen 
mit den folgenden Zusammensetzungen (als lichtempfindliche Ldsung(en)" bezeichnet), (A)-l bis (A)-5, wurden 
auf die Oberfiache der so hergestellten Aluminiumplatte unter Verwendung einer Schleudervorrichtung aufge- 
bracht und bei 80° C Qber 2 min getrocknet. Die Menge der aufgebrachten Zusammensetzung betrug 2,0 g/m 
(nach dem Trocknen). 

Die Polymerverbindungen der vorliegenden Erfindung, die in den lichtempfindlichen Losungen (A)-l bis (A)-5 
20 verwendet wurden, sind in der nachstehenden Tabelle II angegeben. 

Lichtempfindliche Ldsung (A)-l 

Komponente Menge (g) 



15 



25 



30 



35 



4-n-DodecylbenzoIsulfonsauresalz des Kondensats 0,5 
von 4-Diazodiphenylamin und Formaldehyd 

erfindungsgemaBe Polymerverbindung 5,0 

dlldslicher Farbstoff (Viktoria-Reinblau BOH) 0,1 

Apfelsaure 0,05 

FC-430 (fluorhaltiges oberflachenaktives Mittel von 0,05 
US.3MCo.,Ltd) 

2-Methoxyethanol 100 



Weiterhin wurde eine lichtempfindliche Losung (B), worin die folgende Polymerverbindung anstelle der 
erfindungsgemaflen Polymerverbindung verwendet wurde, hergestellt und auf gleiche Weise auf die Oberfiache 
der Aluminiumplatte aufgebracht und getrocknet. Die Menge der aufgebrachten Zusammensetzung betrug 
2,0 g/m 2 (nach dem Trocknen). 
40 Die Polymerverbindung (CM), die im Vergleichsbeispiel verwendet wurde, besitzt eine Struktur der folgen- 
den Formel: 

CH 3 CH 3 

45 | | 

(CH 2 — C^HaCH^CHaCH^CH^ 

C=0 CN C=0 C=0 

so I I' 

50 NH 0 OH 

C 2 H 5 

L J 

55 

In dieser Formel betrug das Molverhaltnis a/b/c/d 9/24/58/9. Das gewichtsdurchschnittliche Molekularge- 
wicht davon betrug 55 000 (Standard: Polystyrol). 

Die vorsensibilisierten Platten (A)-l bis (A)-5 und (B), die unter Verwendung der lichtempfindlichen Ldsungen 
so (A)-l bis (A)-5 und (B) erhalten wurden, wurden bildweise mit Licht fiber 1 min unter Verwendung von PS-Light 
(erhaltlich von Fuji Photo Film Col, Ltd.), in einer Entfernung von 1 m angeordnet, belichtet, in die folgenden 
Entwickler (S) und (T) bei Raumtemperatur uber 1 min getaucht, und dann wurde ihre Oberfiache leicht mit 
einer absorbierenden Wattierung gerieben. 

65 
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Entwickler (S) 



Komponente Menge (g) 

Natriumsulfit 5 

Benzylalkohol 30 

Natriumcarbonat 5 

Natriumisopropylnaphthalinsulfonat 12 

Wasser 1000 



Entwickler (T) 

Komponente Menge (g) 

Natriumsilikat(Molverhaltnis Si0 2 /Na 2 0 = etwa 1,1) 20 

Wasser 1000 



Wenn der Entwickler (S), der organische Subsjtanzen enthalt, verwendet wurde, wurden alle vorsensibilisierten 
Platten (A)-l bis (A>5 und (B) ohne Verbleiben eines Restfilms auf den unbelichteten Bereichen entwickelt. 
Wenn dagegen der Entwickler (T), der im wesentlichen frei von organischen Substanzen ist, verwendet wurde, 
wurden die vorsensibilisierten Platten (A)-l bis (A)-5 (Beispiele 1 bis 5) auf gleiche Weise entwickelt, ohne daB 
ein Restfilm auf den unbelichteten Bereichen verblieb, wahrend jedoch ein Restfilm auf der vorsensibilisierten 
Platte (B)(Vergleichsbeispiel a) beobachtet wurde. 

Jede so erhaltene Iithographische Druckplatte wurde auf eine GTO-Druckpresse (erhaitlich von Heidelberg 
Co, Ltd.) gegeben, und das Drucken wurde unter Verwendung von holzfreiem Papier und im Handel erhaltlicher 
Farbe durchgefiihrt, urn die mdgliche Zahl von Drucksachen ftir jede Iithographische Druckplatte (A)-l bis (A)-5 
oder (B) zu bestimmen. Die Ergebnisse sind in der Tabelle II zusammengef aBt. 

Wie aus-den Ergebnissen der Tabelle II ersichtlich ist, ergeben die lithographischen Druckplatten (A)-l bis 
(A)-5 (Beispiele 1 bis 5) eine groBere Zahl von Drucksachen als die Platte (B), was bedeutet, daB die Druckhalt- 
barkeit der ersteren ausgezeichnet ist. 



Tabelle II 


Beispiel 


verwendete 


Zahl der 


Polymerverbindung 


Drucksachen 


1 


Polymerverbindung (a) 


160 000 


2 


Polymerverbindung (b) 


130 000 


3 


Polymerverbindung (c) 


140 000 


4 


Polymerverbindung (d) 


150 000 


5 


Polymerverbindung (e) 


140 000 


Vgl.Bsp.1 


Polymerverbindung (CM) 


100000 




Beispiele 6 bis 7 





Lichtempfindliche L6sungen (C)-l bis (C)-2 mit den folgenden Zusammensetzungen wurden auf die Oberfla- 
che der in den Beispielen 1 bis 5 erhaltenen Aluminiumplatte mit einer Schleudervorrichtung aufgebracht und 
bei 80°C fiber 2 min getrocknet Die aufgebrachte Menge (nach dem Trocknen)der Zusammensetzungen betrug 
2,0 g/m 2 . Die erfindungsgemaBen Polymerverbindungen, die in den lichtempfindlichen L6sungen (C)-l bis (C)-2 
verwendet wurden, sind in Tabelle III angegeben. 

Lichtempfindliche L6sung(C)-l 



Komponente Menge (g) 

erfindungsgemaBe Polymerverbindung 5,0 
Trimethylolpropantriacrylat 25 
2-(4-StyrylphenylH6-bis(trichlormethyl)-s-triazin 03 
olloslicher Farbstoff (Viktoria-Reinblau BOH) 0,1 

2-Methoxyethanol 100 



Weiterhin wurde eine lichtempfindliche Losung (D), worin die folgende Polymerverbindung (Cf-2) anstelle der 
erfindungsgemaBen Polymerverbindung verwendet wurde, hergestellt und auf die gleiche Weise auf die Oberfla- 
che der Aluminiumplatte aufgebracht und getrocknet Die Menge der aufgebrachten Zusammensetzung betrug 



13 



OS 39 07 820 



2,0 g/m 2 (nach dem Trocknen). 

Die in dem Vergleichsbeispiel verwendete Polymerverbindung besitzt eine Struktur der folgenden Formel: 

CH 3 CH 3 CH 3 

^CH 2 -cy a (ch 2 -c)j (ch 2 -c)t- 

COOCH 2 CH=CH 2 COOCH 2 -^0)> COOH 

In dieser Formel betragt das Molverhaltnis a/b/c 40/45/15. Das gewichtsdurchschnittiiche Molekulargewicht 
davonbetrug52 000(Standart:Polystyrol). 

Die vorsensibilisierten Platten (C)-l bis (C)-2 und (D), die unter Verwendung der lichtempfindlichen Losungen 
(C)-l bis (Cyi und (D) erhalten wurden, wurden uber 1 min unter Verwendung von PS-Light (erhaitlich von Fuji 
Photo Film Co., Ltd), angeordnet in einem Abstand von 1 m, bildweise belichtet, in die vorstehenden Entwickler 
(S) und (T) bei Raumtemperatur fiber 1 min eingetaucht, und dann wurde ihre Oberflache leicht mit emer 
absoriberenden Wattierung gerieben. 

Wenn der Entwickler (S), der organische Substanzen enthalt, verwendet wurde, wurden alle vorsensibilisierten 
Platten (C)-l bis (C)-2 und (D) entwickelt, ohne daB ein Restfilm auf den unbelichteten Bereichen verblieb. Wenn 
andererseits der Entwickler (T), der im wesentlichen frei von organischen Substanzen ist, verwendet wurde, 
wurden die vorsensibilisierten Platten (C)-l bis (C>2 Beispiele 6 bis 7) auf gleiche Weise entwickelt, ohne daB ein 
Restfilm auf den unbelichteten Bereichen verblieb; es wurde jedoch ein Restfilm auf der vorsensibilisierten 
Platte (D) (Vergleichsbeispiel 2) beobachtet. ,« «» 

Jede so erhaltene lithographische Druckplatte wurde auf eine GTO-Druckpresse (erhaitlich von Heidelberg 
Co., Ltd.) gegeben, und das Drucken wurde unter Verwendung von holzf reiem Papier und im Handel erhalthcher 
Farbe durchgeftthrt, urn die mogliche Zahl von Drucksachen fiir jede lithographische Druckplatte (C)-l bis (C)-2 
oder (D) zu bestimmen. Die erhaltenen Ergebnisse sind in Tabelle III zusammengefaflt 

Wie aus den Ergebnissen der Tabelle III ersichtlich ist, ergeben die lithographischen Druckplatten (C)-l bis 
(C)-2 (Beispiele 6 bis 7) eine grSBere Zahl von Drucksachen als die Platte (D), was bedeutet, daB die Druckhalt- 
barkeit der ersteren ausgezeichnet ist 

Tabelle III 



Beispiel verwendete Zahl der 

Polymerverbindung Drucksachen 



6 Polymerverbindung© 240 000 

7 Polymerverbindung (g) 230 000 
Vgl. Bsp. 2 Polymerverbindung (Cf-2) 200 000 



Patentanspruche 

1. Lichtempfindliche Zusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, daB sie wenigstens eine wasserunlosli- 
che, jedoch in waBrigem alkalischem Wasser losliche Polymerverbindung mit — SC^NH-Gruppen und 
wenigstens eine negativ arbeitende lichtempfindliche Verbindung umfaBt 

2. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Polymerverbin- 
dung -S0 2 NH-Gruppen in ihrer Seitenkette enthalt. 

3. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Polymerverbin- 
dung mit -Sf0 2 NH-Gruppen ein Polymer ist, das durch Polymerisieren von Verbindungen mit niedngem 
Molekulargewicht, die in dem Molekfil wenigstens eine -S0 2 NH-Gruppe und wenigstens eine polymen- 
sierbare ungesSttigte Bindung enthalten, erhalten worden ist. 

4. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindung mit 
niedrigem Molekulargewicht aus der Gruppe, bestehend aus Verbindungen der folgenden allgemeinen 
Formel (I) oder (II) 

CHz-qR^-CO-X-R^SOaNH-R 3 (I) 
CH 2 =C(R 4 )-CO-X-R 5 -NHS02-R 6 (II) 

gewahlt wird, worin R 1 und R 4 jeweils ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe bedeuten, 

R 2 und R 5 jeweils eine Alkylengruppe mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, eine Cycloalkylengruppe, eine 

Arylengruppe oder eine Aralkylengruppe, die substituiert sein konnen, bedeutet und 

R 3 und R 6 jeweils eine Alkylgruppe mit t bis 12 Kohlenstoffatomen, eine Cycloalkylgruppe, eine Arylgruppe 

oder eine Aralkylgruppe, die substituiert sein konnen, bedeuten. 

5. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindung mit 
niedrigem Molekulargewicht aus Verbindungen der Formeln(I) und (II) gewahlt wtrd, worm R 2 und R 5 
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jeweils eine Alkylengruppe mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen, eine Cycloalkylengruppe oder eine Phenylen- 
oder Naphthylengruppe, die substituiert sein kSnnen, bedeuten, und R 3 und R 6 jeweils eine Alkyklgruppe 
mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, eine Cycloalkylgruppe oder eine Phenyl- oder Naphthylgruppe, die substitu- 
iert sein konnen, bedeuten. 

6. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Polymerverbin- 
dung mit -SCbNH-Gruppen aus Copolymeren einer Verbindung mit niedrigem Molekulargewicht mit 
wenigstens einer -S0 2 NH-Gruppe und wenigstens einer polymerisierbaren, ungesattigten Bindung und 
wenigstens einer Verbindung mit niedrigem Molekulargewicht mit wenigstens einer polymerisierbaren 
ungesattigten Verbindung und frei von einer -S0 2 NH-Gruppe gewahlt wird. 

7. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindung mit 
niedrigem Molekulargewicht mit wenigstens einer polymerisierbaren ungesattigten Bindung und frei von 
einer -S0 2 NH-Gruppe aus der Gruppe, bestehend aus Acrylsaure, Methacrylsaure, Acrylaten, Acrylami- 
den, Methacrylaten, Methacrylamiden, Allyiverbindungen, Vinyiethern, Vinylestern, Styrolen und Crotona- 
ten, gewahlt wird. 

8. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindung mit 
niedrigem Molekulargewicht mit wenigstens einer polymerisierbaren ungesattigten Verbindung und frei 
von einer — S0 2 NH-Gruppe aus der Gruppe, bestehend aus Methacrylaten, Acrylaten, Methacrylamiden, 
Acrylamiden, Acrylonitril, Methacrylonitril,.Methacrylsaure und Acrylsaure, gewahlt wird. 

9. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB das Copolymer ein 
Blockcopolymer, ein zufallsverteiltes Copolymer oder ein Pfropfcopolymer ist 

10. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Menge der 
wiederkehrenden Einheiten, abgeleitet aus der Verbindung mit niedrigem Molekulargewicht mit einer 
— S0 2 NH-Gruppe, nicht weniger als 5 Mol-%, bezogen auf die gesamten wiederkehrenden Einheiten des 
Bopolymers, betragt. 

11. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Menge der 
wiederkehrenden Einheiten, abgeleitet aus der Verbindung mit niedrigem Molekulargewicht mit -SO2NH- 
Gruppen, im Bereich von 10 bis 90 Mol-%, bezogen auf die gesamten wiederkehrenden Einheiten des 
Copolymers, liegt 

12. Lichtempfindliche Zusammensetzung' nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das gewichts- 
durchschnittliche Molekulargewicht der Polymerverbindung nicht weniger als 2000 betragt. 

13. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB das gewichts- 
durchschnittliche Molekulargewicht der Polymerverbindung bei 5000 bis 300 000 liegt 

14. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Menge der 
Polymerverbindung in der Zusammensetzung im Bereich von etwa 5 bis 95 Gew.-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Zusammensetzung, liegt 

15. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Menge der 
Polymerverbindung in der Zusammensetzung im Bereich von etwa 10 bis 85 Gew.-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Zusammensetzung, liegt. 

16. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl die lichtempfindli- 
che Verbindung aus der Gruppe, bestehend aus (i) negativ arbeitenden Diazoniumverbindungen; (ii) einer 
(Combination aus einem polymerisierbaren Monomer und einem Photopolymerisationsinitiator; und (iii) 
einer Kombination aus einer negativ arbeitenden Diazoniumverbindung, einem polymerisierbaren Mono- 
mer und einem Photopolymerisationsinitiator, gewahlt wird 

17. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daB das polymerisier- 
bare Monomer aus Monomeren oder Oligomeren mit wenigstens einer ethylenisch ungesattigten Gruppe, 
einem Siedepunkt von nicht mehr als 100°C bei ublichem Druck und einem Molekulargewicht von nicht 
mehr als 1 0 000 gewahlt wird. 

18. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daB das Gewichtsver- 
haltnis des Monomers oder Oligomers zu der Polymerverbindung mit — S0 2 NH-Gruppen im Bereich von 
5: 95 bis 70: 30 liegt 

19. Lichtempfindliche Zusammensetzung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daB das Gewichtsver- 
haltnis des Monomers oder Oligomers zu der Polymerverbindung mit — S02NH-Gruppen im Bereich von 
10: 90 bis 50: 50 liegt 
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